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Litiumdisilikaatista valmistettu CAD/CAM -blokki vastaanotoille

I inizesl LiSi Block
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Luonnollisen kaunista

jalkea yhdella kaynnilla

Initial LiSi Block: uusi litiumdisilikaattiblokki
yhden vastaanottokaynnin taktiikkaan

Initial LiSi Block on téysin kristallisoitu litiumdisilikaattiblokki, jolla on polttamatta ihanteelliset fysikaaliset
ominaisuudet. Tama ainutlaatuinen blokki perustuu GC:n omaan, CAD/CAM-téita varten kehitettyyn HDM
(High Density Micronization) -teknologiaan. Se on kulutuksenkestava, siledreunainen ja tekee lopputuloksesta
erittdin kauniin. Ihanteellinen, aikaa s&&stéva ratkaisu yhden vastaanottokdynnin hoitotoimenpiteisiin.

e Saastaa aikaa, koska
polttaminen ei ole tarpeen

 Taysin kristallisoitu
litiumdisilikaatti

o Kestava, kaunis ja
tarkkareunainen

* Luonnollisesti opalisoiva

Jyrsi, kiillota ja sementoi

Initial LiSi Block voi vahent&a tyoskentelyaikaa merkittavasti: sita ei tarvitse polttaa, lasittaa, karakterisoida
eikd jadhdyttaa. Nain tydssa sdastyy perati 40 % aikaa*, ja myds potilaan vastaanotolla viettdma aika lyhenee.
Blokki tarvitsee vain jyrsia, kiillottaa ja sementoida!

"Vaikka rakastankin Initial LiSi Blockin karakterisointia, siita saa tay-
dellisen kiillottamalla vain muutamalla kiillottimella jopa 5 minuutissa.

Siksi se on todellinen ja nopea yhden vastaanottokaynnin ratkaisu.”

Hammaslaakari Andreas Kurbad, Saksa

“Initial LiSi Blockin kiillotus on helppoa ja se voidaan tehda nopeammin
kuin kahdessa minuutissa. Lopputuloksena on korkealaatuinen lopullinen
pinta ja esteettinen ulkonako. Ajansaasto verrattuna glaseeraukseen

on kovin mielenkiintoista.”

Hammaslaakéri Christian Moussally, Ranska

*Léhde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa, kdyttéohjeen mukaisissa testausolosuhteissa.



Kestavaa kauneutta, sileat reunat
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Lahde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa. Lahde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa. Ldhde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa.

¢ Optimoitu hapon- ja kulutuksenkestévyys auttaa sailyttdmaan tyon esteettiset ominaisuudet pitkalld aikavalilla.
¢ Reunat ovat erittdin stabiilit ja pysyvat sileina.

Tarkat reunat

Koska Initial LiSi Block on taysin kristallisoitu ennen jyrsimistd, siihen voidaan suoraan jyrsia sileat ja tarkat
reunat. Vaihtoehtoisesti se voidaan polttaa maalauksen jalkeen, jolloin reunat pysyvat erittéin tarkkarajaisina.
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Lahde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa. e . . .
Initial LiSi Block -ty6 suorassa ja epésuorassa
valossa.

Luonnollinen opalesenssi

Initial LiSi Block on saatavilla kahdessa eri lapikuultavuusasteessa, E;
korkea lapikuultavuus (HT) ja matala Idpikuultavuus (LT), ja silld on 5 U;
luonnollinen opalesenssi kaikenlaisessa valaistuksessa. © 3
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Ylivoimainen kiilto saadaan aikaan jo muutaman minuutin kiillotuksella, jonka jélkeen tyd on valmis sementoita-
vaksi. Pitkélle viedyissa esteettisissé toissa upeita tuloksia saavutetaan GC Initial Lustre Pastes ONE
-pastojen ja Initial Spectrum Stains -vérien avulla.**

** Polttoohjetta korkeampi lampétila voi johtaa restauraatiosi varin muuttumiseen (korkeampi arvo).



Preparointiohjeet
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* Kaviteetin seindméan kulma: 6° pituusakselin
suunnasta

¢ Olkapaapreparointi

Sementtisuositus

Initial LiSi Block -t6issa on suositeltavaa kayttaa
adhessiivista kiinnitysta. Sekd GC:n G-CEM ONE
ettd G-CEM LinkForce -sementtié voidaan kayttaa
kaikenlaisissa indikaatioissa, joissa Initial LiSi Block
on kaytdssa.

/ Initial LiSi Block
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Kokokruunu

¢ Seindman kulma: 6~10° koonisuus
o Syva viistepreparointi tai pyorea viistepreparointi
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LiSi Blockissa funktionaalisuus ja estetiikka kohtaavat

"Olen innoissani Initial LiSi Blockin
HT-version luonnollisesta opalesenssi
ja varin sopivuudesta.”

HTM Christian Hannker,

Saksa
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"Pidén Initial LiSi Block -materiaalin
opalesenssista. Varit séilyvat hienosti,
vérin sopivuus on téydellinen.”
Hammasladkari Christian Lampson,
Saksa

Kuvat: HTM Marco Muttone ja hammaslaakari Alessandro lorio, Italia.




HDM-teknologia CAD/CAM-t6ihin

GC toi HDM (High Density Micronization) -teknologian markkinoille vuonna
2016 lanseeratessaan Initial LiSi Press -tuotteen, joka perustuu perinteisten
suurten kiteiden sijasta tasaisesti jakautuneisiin litiumdisilikaattimikrokiteisiin,
jotka tayttavat koko lasimatriisin. Taman teknologian kliininen tehokkuus on
todettu viiden vuoden kliinisessa kaytdssa®.

Taivutuslujuus (MPa)

Tarjotakseen nopeita ratkaisuja yhdella 500
vastaanottokaynnilld valmistuviin t&ihin .
GC on jatkanut HDM-teknologian ke-

300
hittamistad optimoimalla kidekokoa ja lasimatriisin jaykkyytta CAD/CAM-t6ita -
silmalla pitden. Uuden teknologian ansiosta saavutetaan yhta aikaa hyvat .
tydstéominaisuudet, eheat reunat, kiillotettavuus ja kulutuksenkestavyys.
Tu!oksena on vahva ja helposti jyrsittava blokki, joka on yhta luja poltettuna e L el (6
kuin ilman polttoa. Block Block
(Kiillotettu) (Maalattu ja
kiiltopoltettu)
Perinteinen litiumdisilikaatti HDM-teknologia CAD/CAM-t&ihin Léhde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa.

(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Lasimatriisi on entista jaykempi
ja mekaaninen lujuus korkea

Pienemmait kiteet helpottavat
jyrsimista ja lisdavat kulutuksen-
kestavyytta

Lahde: GC R&D, Japani, tallennettua tietoa.

Tyon kulku

(Kuvat: Professori Matteo Basso, Italia)

Preparoi Skannaa Suunnittele Jyrsi

Kiillota Esikasittele Sementoi Lopputulos
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Tilaustiedot

Nro. Vari Initial LiSi Block Vaérisavyt
10004844 A1 HT CEREC -istukka, koko, 14

10004956 A2 HT HT 1 | | H B 1
10004957 A3 HT

10037273  A3.5HT
10004886 B1HT
10004887 A1 LT
10004958 A2 LT
10004888 A3 LT
10037274 A35LT
10004889 B1 LT [ Bleach ]| |

10037275 BLLT RI

ATHT A2HT ASHT  A3.5HT  B1HT

[ S | | | H B 1

A1LT A2LT ASLT  A35LT  BiILT

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.
Am J Dent. 33(6):291-295.
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GC EUROPE N.V. GC NORDIC AB

Head Office Finnish Branch
Researchpark, Lemminké&isenkatu 46
Haasrode-Leuven 1240 FIN-20520 Turku
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven Tel. +358.40.900.07.57

Tel. +32 16 7410 00 info.finland@gc.dental
Fax.+32 164048 32 https://europe.gc.dental/fi-Fl

info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

IPS e.max CAD ja CEREC Tessera eivét ole GC:n tavaramerkkeja.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial ™ 1Q Lustre Pastes ONE and Initial™ Spectrum Stains ovat GC:n tavaramerkkeja.
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